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集束により、AVF サイクロトロンで生成した MeV/u
級の陽子及びアルゴンイオンビームの大面積均一化
を実現した。 

陽子ビームは、従来のビーム走査方式に比べ、よ
り実宇宙環境に近い一定フルエンスの放射線場を模
擬できることから、宇宙航空研究開発機構の耐放射
線性宇宙用太陽電池の開発に係る照射試験に提供さ
れている[17]。重イオン均一ビームはイオン穿孔膜等
の機能性材料の創製に利用される予定である。ビー
ム走査方式とは異なり、本手法で細長い“リボン状”
の均一ビームを形成することで、長尺の薄膜試料を
roll-to-roll 装置で効率的に均一照射することが可能
で、産業利用への展開が期待されている。現在は、
長時間にわたって安定に均一照射できるよう、ビー
ム強度変動の主要因である ECR イオン源を安定に
運転するための技術開発を進めている。 
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